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(57)【要約】
【課題】成形体を洗浄するための超音波洗浄自体が液晶
性樹脂成形品の表面をフィブリル化させ、新たな脱落物
（ゴミ）の要因となることが知られており、この小さな
ゴミ、埃等が成形体に付着すると光学特性等の成形体の
性能が低下することが知られている。本発明はこの成形
体の性能低下を防ぐために、液晶性樹脂を含む成形体を
超音波洗浄しても成形体表面のフィブリル化を抑える技
術を提供する。
【解決手段】平均一次粒径５μｍ以下のシリカを含む液
晶性樹脂組成物を射出成形してなる成形体の表面粗さＲ
ａと金型表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以下に調整す
る。用いるシリカとしては、平均一次粒径０．７μｍ以
下のシリカであることが好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均一次粒径５μｍ以下のシリカを含む射出成形用液晶性樹脂組成物。
【請求項２】
　前記シリカの平均一次粒径が、０．７μｍ以下である請求項１に記載の射出成形用液晶
性樹脂組成物。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の射出成形用液晶性樹脂組成物を射出成形してなり、金型表面粗
さＲａと、成形体表面粗さＲａと、の表面粗さの差が０．１ｍｍ以下である成形体。
【請求項４】
　前記表面粗さの差が、０．０３ｍｍ以下である請求項３に記載の成形体。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の成形体からなるカメラモジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形用液晶性樹脂組成物、当該樹脂組成物を成形してなる成形体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　エンジニアリングプラスチックと呼ばれる一群のプラスチックスは高い強度を有し、金
属部品に置き替わりつつある。中でも液晶性樹脂と呼ばれる一群のプラスチックスは、結
晶構造を保持しながら溶融するために、結晶構造に基づく高強度と、固化時に結晶構造が
大きく変化しないことによる溶融時と固化時との体積変化が小さく、成形収縮が小さく成
形品の寸法精度に優れているという利点がある。
【０００３】
　そのような、寸法精度が優れているという利点を生かして、精密機器部品に使用される
ようになっている。精密機器、特にレンズがあるような光学機器の場合、わずかなゴミ、
埃等が機器性能に影響する。例えばカメラモジュールのような光学機器に用いられる部品
は、小さなゴミ、油分、埃がレンズに付着すると光学特性を著しく低下させ、満足した性
能が得られないため、通常、部品を水等を用いて超音波洗浄し、表面に付着している小さ
なゴミ、油分、埃等を除去している。
【０００４】
　しかしながら、液晶性樹脂は、分子配向が表面部分で特に大きいため表面が比較的フィ
ブリル化しやすい樹脂である。液晶性樹脂成形品の場合、洗浄のための超音波洗浄自体が
液晶性樹脂成形品の表面をフィブリル化させ、新たな脱落物（ゴミ）の要因となる。した
がって、通常の超音波洗浄で表面がフィブリル化しない液晶性樹脂材料が求められている
。
【０００５】
　表面特性を改善した樹脂成形体として、液晶性高分子と繊維状フィラーとを含む樹脂成
形体であって、特定の表面テープ剥離試験により求められる表面粗さＲａ値の上昇幅が０
．４μｍ以下となる平面部を有することを特徴とする樹脂成形体が開示されている。
【０００６】
　特許文献１に記載の方法によれば、電気・電子機器又は光学機器の部品として有用であ
り、表面パーティクル（異物）発生を防止し得るとされている。このように特許文献１に
記載の技術を用いると、表面特性の改善が可能ではある。
【０００７】
　しかしながら、特許文献１の実施例に記載されている通り、特許文献１における異物発
生とは、純水中で緩やかに１分間攪拌して表面を洗浄したときに発生する異物である。し
たがって、特許文献１に記載の方法による表面特性の改善では、本発明の目的である超音
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波洗浄の際のフィブリル化抑制については満足する結果は得られない。即ち、上記特許文
献１に記載の方法では、超音波洗浄等のような激しい条件に樹脂成形体を曝すと、非常に
多くの異物が発生してしまう。
【０００８】
　さらに、射出成形体は特に分子配向が表面部分で大きいため、表面フィブリル化が起こ
りやすく超音波洗浄を行うと毛羽立ちやすい。このため、射出成形体に適用可能な表面特
性改善の技術が求められている。
【特許文献１】特開２００８－２３９９５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、液晶性
樹脂を含む成形体を超音波洗浄しても成形体表面のフィブリル化を抑える技術を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記のような課題を解決するために鋭意研究を重ねた。その結果、平均
一次粒径５μｍ以下のシリカを含む液晶性樹脂組成物を用いることで、射出成形金型の表
面粗さＲａと得られた成形体の表面粗さＲａとの差を特定の範囲内に制御しやすく、上記
課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。より具体的には、本発明は
以下のものを提供する。
【００１１】
　（１）　平均一次粒径５μｍ以下のシリカを含む射出成形用液晶性樹脂組成物。
【００１２】
　（２）　前記シリカの平均一次粒径が、０．７μｍ以下である（１）に記載の射出成形
用液晶性樹脂組成物。
【００１３】
　（３）　（１）又は（２）に記載の射出成形用液晶性樹脂組成物を射出成形してなり、
金型表面粗さＲａと、成形体表面粗さＲａと、の表面粗さの差が０．１ｍｍ以下である成
形体。
【００１４】
　（４）　前記表面粗さの差が、０．０３ｍｍ以下である（３）に記載の成形体。
【００１５】
　（５）　（３）又は（４）に記載の成形体からなるカメラモジュール。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、特定の平均一次粒径のシリカを含む液晶性樹脂組成物を射出成形して
なる成形体の表面粗さＲａと射出成形に用いた金型表面の粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以
下に調整することで成形体の表面特性を改善することができる。その結果、得られた成形
体を超音波洗浄しても表面がフィブリル化することなく、そのフィブリル化が原因となる
電子機械等に与える悪影響を抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について詳細に説明するが、本発明は、以下の実施形態に何
ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜変更を加えて実施する
ことができる。
【００１８】
　本発明は、平均一次粒径５μｍ以下のシリカを含む射出成形用液晶性樹脂組成物（以下
、単に「液晶性樹脂組成物」という場合がある）を成形してなる成形体の表面粗さＲａと
射出成形金型の表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以下に調整することを特徴とする。即ち
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、平均一次粒径５μｍ以下のシリカを含む射出成形用液晶性樹脂組成物を成形材料として
用いることで、得られた成形体は超音波洗浄しても表面がフィブリル化することがなくな
り本発明の効果が得られる。なお、成形体表面粗さは、超音波洗浄前の成形体の表面粗さ
Ｒａを指し、シリカの平均一次粒径は、レーザー回折式粒度分布測定で測定することがで
きる。
【００１９】
＜液晶性樹脂組成物＞
　液晶性樹脂組成物は、液晶性ポリマーと、平均一次粒径５μｍ以下のシリカと、を含む
。以下、これらの材料について、液晶性ポリマー、シリカの順で説明する。
【００２０】
［液晶性ポリマー］
　本発明で使用する液晶性ポリマーとは、光学異方性溶融相を形成し得る性質を有する溶
融加工性ポリマーを指す。異方性溶融相の性質は、直交偏光子を利用した慣用の偏光検査
法により確認することが出来る。より具体的には、異方性溶融相の確認は、Ｌｅｉｔｚ偏
光顕微鏡を使用し、Ｌｅｉｔｚホットステージに載せた溶融試料を窒素雰囲気下で４０倍
の倍率で観察することにより実施できる。本発明に適用できる液晶性ポリマーは直交偏光
子の間で検査したときに、たとえ溶融静止状態であっても偏光は通常透過し、光学的に異
方性を示す。
【００２１】
　上記のような液晶性ポリマーとしては特に限定されないが、芳香族ポリエステル又は芳
香族ポリエステルアミドであることが好ましく、芳香族ポリエステル又は芳香族ポリエス
テルアミドを同一分子鎖中に部分的に含むポリエステルもその範囲にある。これらは６０
℃でペンタフルオロフェノールに濃度０．１重量％で溶解したときに、好ましくは少なく
とも約２．０ｄｌ／ｇ、さらに好ましくは２．０～１０．０ｄｌ／ｇの対数粘度（Ｉ．Ｖ
．）を有するものが使用される。
【００２２】
　本発明に適用できる液晶性ポリマーとしての芳香族ポリエステル又は芳香族ポリエステ
ルアミドとして特に好ましくは、芳香族ヒドロキシカルボン酸、芳香族ヒドロキシアミン
、芳香族ジアミンの群から選ばれた少なくとも１種以上の化合物を構成成分として有する
芳香族ポリエステル、芳香族ポリエステルアミドである。
【００２３】
　より具体的には、
（１）主として芳香族ヒドロキシカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種以上からな
るポリエステル；
（２）主として（ａ）芳香族ヒドロキシカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種以上
と、（ｂ）芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種以
上と、（ｃ）芳香族ジオール、脂環族ジオール、脂肪族ジオールおよびその誘導体の少な
くとも１種又は２種以上、とからなるポリエステル；
（３）主として（ａ）芳香族ヒドロキシカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種以上
と、（ｂ）芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミンおよびその誘導体の１種又は２種以
上と、（ｃ）芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種
以上、とからなるポリエステルアミド；
（４）主として（ａ）芳香族ヒドロキシカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種以上
と、（ｂ）芳香族ヒドロキシアミン、芳香族ジアミンおよびその誘導体の１種又は２種以
上と、（ｃ）芳香族ジカルボン酸、脂環族ジカルボン酸およびその誘導体の１種又は２種
以上と、（ｄ）芳香族ジオール、脂環族ジオール、脂肪族ジオールおよびその誘導体の少
なくとも１種又は２種以上、とからなるポリエステルアミド等が挙げられる。さらに上記
の構成成分に必要に応じ分子量調整剤を併用してもよい。
【００２４】
　本発明に適用できる前記液晶性ポリマーを構成する具体的化合物の好ましい例としては
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、ｐ－ヒドロキシ安息香酸、６－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸等の芳香族ヒドロキシカル
ボン酸、２，６－ジヒドロキシナフタレン、１，４－ジヒドロキシナフタレン、４，４’
－ジヒドロキシビフェニル、ハイドロキノン、レゾルシン、下記一般式（Ｉ）および下記
一般式（ＩＩ）で表される化合物等の芳香族ジオール；テレフタル酸、イソフタル酸、４
，４’－ジフェニルジカルボン酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸および下記一般式（
ＩＩＩ）で表される化合物等の芳香族ジカルボン酸；ｐ－アミノフェノール、ｐ－フェニ
レンジアミン等の芳香族アミン類が挙げられる。
【化１】

（Ｘ：アルキレン（Ｃ１～Ｃ４）、アルキリデン、－Ｏ－、－ＳＯ－、－ＳＯ２－、－Ｓ
－、－ＣＯ－より選ばれる基である）

【化２】

【化３】

（Ｙ：－（ＣＨ２）ｎ－（ｎ＝１～４）、－Ｏ（ＣＨ２）ｎＯ－（ｎ＝１～４）より選ば
れる基である。）
【００２５】
［シリカ］
　本発明は平均一次粒径５μｍ以下のシリカを含有させることが特徴である。上記粒径の
シリカを含む液晶性樹脂組成物を射出成形することで、成形体の表面粗さＲａと金型表面
粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以下にすることができる。結果として、超音波洗浄しても成
形体表面のフィブリル化を抑えることができる。特に、平均一次粒径０．７μｍ以下のシ
リカであることが好ましい。上記のような平均一次粒径を持つシリカであれば、成形体の
表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以内に調整しやすい。このような液
晶性樹脂組成物を用いることで、成形体の表面特性が大幅に改善され、成形体を超音波洗
浄しても成形体表面がフィブリル化することがほとんどない。その結果、成形体の表面の
フィブリル化が原因となる電子機械等に与える悪影響を抑えることができる。従来の液晶
性樹脂組成物では、成形体の表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以内に
調整することは、極めて難しいが、上記平均一次粒径を持つシリカを含有させれば、成形
体の表面粗さを、成形条件に関係なく０．１ｍｍ以下に調整しやすい。なお、平均一次粒
径が上記の範囲より大きいものを用いると、成形体の表面粗さＲａと金型表面粗さＲａと
の差を０．１ｍｍ以下に調整しづらくなる傾向にある。その結果、上記好ましい粒径のシ
リカを用いた場合と比較して、成形体を超音波洗浄すると、成形体表面が毛羽立ちやすく
なる。
【００２６】
　特にシリカの平均一次粒径が０．７μｍ以下であれば、成形体の表面粗さＲａと金型表
面粗さＲａとの差を０．０３ｍｍ以下に抑えやすくなる。このように平均一次粒径が０．
７μｍ以下のシリカを用いることで成形体の表面特性が飛躍的に向上し、得られた成形体
を超音波洗浄しても、目視により確認可能な毛羽立ちが全く無い優れた成形体を得ること
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ができる。一般的に、精密機器部品、特にレンズがあるような光学機器の場合、わずかな
ゴミ、埃等が機器性能に影響する。上記のような超音波洗浄をしても全く成形体表面が毛
羽立たない成形体は、精密機器等の部品等として特に好ましい。
【００２７】
　上記の通り、平均一次粒子径０．７μｍ以下のシリカを含む液晶性樹脂組成物を用いる
ことで、成形体の表面特性が著しく向上し、精密機器等の部品として特に好ましいものに
なる。
【００２８】
　液晶性樹脂組成物中の平均一次粒径５μｍ以下のシリカの含有量は特に限定されないが
、５質量％から５０質量％であることが好ましい。５質量％以上であれば安定して成形可
能なので好ましく、５０質量％以下であれば極端な精度の上昇を伴わないので好ましい。
より好ましくは１０質量％から４０質量％である。
【００２９】
［その他の成分］
　液晶性ポリマーは、本発明の効果を害さない範囲で他の熱可塑性樹脂とポリマーブレン
ドをしたものであってもよい。この場合に使用する熱可塑性樹脂は特に限定されないが、
例を示すと、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリブチレンテレフタレート等の芳香族ジカルボン酸とジオール或いはオキシカ
ルボン酸等からなる芳香族ポリエステル、ポリアセタール（ホモ又はコポリマー）、ポリ
スチレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリカーボネート、ＡＢＳ、ポリオキシフェニ
レンオキシド、ポリオキシフェニレンスルフィド、フッ素樹脂等を挙げることができる。
また、これらの熱可塑性樹脂は２種以上混合して使用することができる。また、これらの
樹脂には、機械的、電気的、化学的性質や難燃性等の諸性質を改善するため、必要に応じ
て種々の添加剤、強化剤を添加することが可能である。
【００３０】
　本発明に用いる液晶性樹脂組成物には、本発明の効果を害さない範囲で、核剤、カーボ
ンブラック、無機焼成顔料等の顔料、酸化防止剤、安定剤、可塑剤、滑剤、離型剤および
難燃剤等の添加剤を添加して、所望の特性を付与した組成物も本発明に用いる液晶性樹脂
組成物に含まれる。
【００３１】
＜成形体の製造＞
　本発明の成形体は、上記の射出成形用液晶性樹脂組成物を射出成形することで得られる
。液晶性樹脂組成物を射出成形すると分子配向が成形体表面部分で特に大きくなり、成形
体を超音波洗浄すると成形体表面がフィブリル化しやすい。しかしながら、本発明のよう
に特定の液晶性樹脂組成物を用いることで、成形体表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとを
近づけることで超音波洗浄しても成形体表面がフィブリル化することを抑え、それに伴う
悪影響を防ぐことができる。成形する条件は特に限定されず、液晶性樹脂組成物の種類に
よって最も好ましい条件に適宜変更して成形することができる。
【００３２】
　上記の通り射出成形の際の成形条件は、特に限定されないが、好ましい成形条件は、液
晶性樹脂組成物の種類によって若干異なるが、金型温度を８０℃から２５０℃、射出速度
を３０ｍｍ／ｓｅｃから３００ｍｍ／ｓｅｃが好ましい。このように成形条件の幅が広い
にもかかわらず、成形体表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以下の範囲
に調整することができる技術を提供する点も本発明の特徴の一つである。
【００３３】
　上述の通り平均一次粒径が０．７μｍ以下のシリカを用いると、さらに成形条件の幅が
広がり、ほとんど成形条件に関係なく成形体の表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差を
０．１ｍｍ以下に調整することができる。
【００３４】
＜成形体＞
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　本発明の成形体は、上記の液晶性樹脂組成物を上記の方法で成形することで得られる成
形体である。本発明の成形体は、成形後の成形体の表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの
差を０．１ｍｍ以下に調整することを特徴とする。表面粗さの差を上記範囲に調整するこ
とで、成形体を超音波洗浄した際に起こる成形体表面フィブリル化を抑え、フィブリル化
により毛羽立った樹脂が剥がれて電子機械等に悪影響を及ぼすことを防ぐことができる。
より好ましい成形体の表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差は０．０３ｍｍ以下である
。表面粗さの差を０．０３ｍｍ以下に抑えることで、上述の通り、得られた成形体を超音
波洗浄しても、目視により確認可能な毛羽立ちが全く無い優れた成形体を得ることができ
、精密機器等の部品等として特に好ましいからである。
【００３５】
　本発明の成形体は、例えばカメラ、レーザーディスクピックアップ、或いはフロッピー
（登録商標）ディスクプレーヤーのキャリッジ、アーム、リードスクリュー或いはコンパ
クトディスクプレーヤーのピックアップ等、成形後成形体を超音波洗浄する精密機器部品
として好適であり、さらに、摩擦、打撃等が加わる精密部品として特に好ましい。本発明
の成形体は成形体表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以下に抑えること
で、成形体を超音波洗浄しても成形体表面がフィブリル化することを抑えることができる
。したがって、フィブリル化による樹脂粉体による悪影響をも避けることができる。特に
本発明の成形体は、カメラ部品の中のカメラモジュールとして好適である。
【００３６】
　上記の通り、特にシリカの平均一次粒径が０．７μｍ以下であれば、成形体の表面粗さ
を０．０３ｍｍ以下に抑えやすくなり、その結果、目視により確認可能な毛羽立ちが全く
無い優れた成形体を得ることができる。このように毛羽立ちのほとんど無い成形体であれ
ば、カメラモジュール、ＳＡＷフィルター、ハーメチックシール等の精密機器部品の用途
に特に好ましく使用可能である。
【実施例】
【００３７】
　以下に、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
より限定されるものではない。
【００３８】
＜材料＞
　液晶性ポリマー：ベクトラＥ９５０ｉＳＸ（ポリプラスチックス社製）
　ガラス繊維：ＥＣＳ０３Ｔ－７８６Ｈ（日本電気硝子社製）繊維径１０．５μｍ
（ガラス繊維の繊維長は押出条件（スクリュー回転数、シリンダー温度）で調整した）
　真球状シリカ：アドマファインＳＯ－Ｃ２（アドマテックス社製）、平均一次粒径０．
５μｍ
　真球状シリカ：デンカ溶融シリカ　ＦＢ－５Ｓ　ＤＣ（電気化学工業社製）、平均一次
粒径４．０μｍ
【００３９】
＜実施例＞
　表１に示す材料を表１に示す割合で用いて、以下に示す成形条件で成形した。なお、金
型温度、射出速度は表１に示す条件で成形した。１２．５ｍｍ×１２０ｍｍ×０．８ｍｍ
の成形体を得た。なお、成形体は半分に切断し評価した。
【００４０】
［成形条件］
成形機　ＥＣ４０（東芝機械社製）
シリンダー温度　３５０℃
保圧力　　５０ＭＰａ×５ｓｅｃ
冷却時間　１０ｓｅｃ
スクリュー回転数　１００ｒ．ｐ．ｍ
スクリュー背圧　１ＭＰａ
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【００４１】
＜比較例＞
　表１に示す材料を表１に示す割合で用いて、実施例と同様の成形条件で成形した。実施
例と同様の大きさの成形体を得た。
【００４２】
＜評価＞
　得られた成形体の表面粗さを測定した。半分に切断した成形体の中央部分について、超
深度カラー３Ｄ形状測定顕微鏡ＶＫ－９５００（キーエンス社製）を用いて表面粗さＲａ
を測定した。また、金型の表面粗さＲａも成形体と同様にして測定した。
【００４３】
　実施例および比較例の半分に切断した成形体を１分間、室温の水中で超音波洗浄機にか
けた。その後、超音波洗浄機にかける前後の成形体を比較して、成形体表面の毛羽立った
部分の面積（起毛面積）を評価した。毛羽立った部分の面積の評価は、目視により行った
。３人の評価の平均を表１に示した。また、図１に超音波洗浄機にかける前の表面粗さと
超音波洗浄機にかけた後の起毛面積との関係を示した。なお、評価面積は７５０ｍｍ２（
１２．５ｍｍ×６０ｍｍ）である。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　図１および表１の実施例１から５、比較例１から４の結果から明らかなように、平均一
次粒径が５μｍ以下のシリカを含む液晶性樹脂組成物を用いることで、成形体の表面粗さ
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Ｒａと金型表面粗さＲａとの差を０．１ｍｍ以下に調整でき、成形体を超音波洗浄しても
成形体表面の起毛面積を抑えることができる。
【００４６】
　成形体を超音波洗浄した後の起毛面積は１５ｍｍ２以下であることが好ましく、より好
ましくは０ｍｍ２以下である。上記のような好ましい起毛面積を実現できるほど成形体表
面の表面特性を改善できれば、フィブリル化による樹脂粉体による悪影響を充分に抑える
ことができる。平均一次粒径が０．７μｍ以下のシリカを用いることで、超音波洗浄後で
あっても上記起毛面積を０ｍｍ２に抑えることができ、精密機器等の部品等として特に好
ましい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】成形体表面粗さＲａと金型表面粗さＲａとの差と、超音波洗浄機にかけた後の起
毛面積と、の関係を示す図である。

【図１】
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